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	Установка безмасковой литографии модели DWL 66XL+
Базовое оборудование включает:
· климатическая камера для поддержания стабильности окружающей среды системы:
· Модуль предварительного охлаждения с замкнутым контуром для улучшения стабильности работы
· Ламинарный поток (регулируемый): 0,3-0,5 м/с
· Температурная стабильность +/- 0,1 °С (при условии температурной стабильности в комнате +/- 1°С)
· Качество воздуха: класс 10 ( при чистоте в комнате 100 или лучше)
· Базовое гранитное основание с активными воздушными подушками для виброизоляции (пассивная виброизоляция).
· Продвинутая оптическая система, включающая высоко отражающие зеркала и акустооптические модуляторы с коррекцией в реальном времени.
· Система камер (макро и микро) для инспекции подложки, автоматического выравнивания (совмещения) и функцией измерения.
· Манометрическая система автофокусировки в реальном времени с диапазоном 80мкм. Требует 5 мм дистанции от края подложки.
· Продвинутый столик с линейными моторами на воздушных подшипниках, линейные модуляторы для контроля позиции столика, вакуумный прижим для образцов разных размеров:
· Максимальный размер подложки: 430x430 мм
· Максимальная область письма: 400 х 400 мм
· Толщина подложки: 5 мм, 20 мм, 40 мм, 60 мм
· Разрешение по позиционированию: 10 нм -Детектор края подложки
· Система контроля электроники (OS9) и софт для интерферометров, стола, автофокуса, генератора пикселей в реальном времени, процесс создания изображения.
· Две рабочие станции (ПК) для контроля и управления установкой и конвертации файлов.
· ПО для конвертации DFX, CIF, GDSII, Gerber файлы .
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	Диодный лазер 405 нм, 300 мВт - 2 шт.
(основной и резервный — 2 шт.)
Диодный лазер - воздушное охлаждение, длительное время службы лазера.
Для экспонирования позитивных (толстых) резистов в режимах бинарной и полутоновой шкал
· Длинна волны лазера: 405 нм
· Выходная мощность: 300 мВт -Время службы: 8000 часов -Гарантированное время службы: 5000 часов, максимум один год
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	Пишущая линза IV (Write mode IV):
Минимальный размер элемента 2.0 мкм, разрешающая способность сетки 50 нм.
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	Пишущая линза III (Write mode II):
Минимальный размер элемента 0.8 мкм, разрешающая способность сетки 20 нм.
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Технические характеристики Оборудования представлены в таблице ниже. Табл. 1 Технические характеристики Оборудования. 	
	№ п/п
	Наименование
	Значение

	1
	Длина волны лазера
	405 нм

	2
	Мощность лазера
	300 мВт

	3
	Размер обрабатываемых подложек и пластин
	До 17,2 х 17,2 дюймов

	4
	Размер поля экспонирования
	До 400 х 400

	5
	Толщина подложки
	5 мм, 20 мм, 40 мм, 60 мм

	6
	Размер адресной сетки
	От 10 нм

	7
	Скорость письма (экспонирования)
	От 6 до 1000 в зависимости от выбора пишущей линзы

	8
	Погрешность позиционирования подложки
	10 нм

	9
	Работа с форматами
	DXF, CIF, GDSII, Gerber

	10
	Габаритные размеры
	1300 х 1100 х 1950 мм

	11
	Вес
	1000 кг

	12
	Размеры блока управления
	630 х 760 х 1950 мм

	13
	Вес блока управления
	100 кг

	14
	Электропитание
	400 В /16 А, 3 фазы




Условия эксплуатации:

Помещение должно соответствовать ГОСТ 12.1.005-88. («Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»).
Температура окружающей среды: от +20°С до +30°С, поддержание однородности температуры во время работы оборудования ±2°С.
Относительная влажность в помещении не более 80% при +30°С.
Электропитание: 400В, 16 А, три фазы.
Параметры напряжения должны соответствовать ГОСТ 13109-97.
Сопротивление заземляющего контура: не более 4 Ом. Заземление, зануление: должно соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.
Вытяжка: подключение гибкой трубой внутренним диаметром 38 мм, длина 5 м.
Минимальное расстояние от задней кромки установки до стенки или другого оборудования: 1м.
Минимальное расстояние от передней кромки установки до стенки или другого оборудования:
2м.
Установка не должна находиться рядом с источниками вибрации, под воздействием прямого солнечного света, рядом с нагревательными устройствами.
Запыленность помещения не должна превышать установленных санитарных норм (или не хуже класса чистоты помещений по ISO, класс 1000).
Воздух в рабочей зоне должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88.
Исполнение напольное. Пол должен выдерживать нагрузку 1,5 кг/см2.
Транспортирование и хранение
Упакованное Оборудование должно храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +35°С и относительной влажности воздуха до 80%.
В складских помещениях, где хранится Оборудование, не должно быть паров кислот, щелочей или других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию.
Оборудование в транспортной упаковке может транспортироваться согласно ГОСТ 21552-83 автомобильным, железнодорожным и авиационным видами транспорта на любое расстояние.
Транспортирование авиационным транспортом должно осуществляться в герметизированных отсеках.
Транспортирование автомобильным и железнодорожным транспортом следует осуществлять в закрытых средствах.
Размещение и крепление транспортной тары с упакованным оборудованием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и не допускать перемещения относительно средства во время транспортирования.
При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованным оборудованием от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения.



Установка безмасковой лазерной литографии (генератор изображения) модели DWL 66XL+ предназначена для задач НИОКР, мелкой серии, опытное производство. Формирования топологических структур на металлизированных фотошаблонах при производстве интегральных схем, гибридных интегральных схем, а также для формирования структур на пластине, при производстве МЭМС, БиоМЭМС, интегрированной оптики и др.
Экспонирование по фоторезцу или фотоэмульсии.
Для обеспечения высокоточного перемещения подложки генератор оборудован специальной оптической системой и системой позиционирования подложки. Во время экспонирования положение координатного столика контролируется с помощью интерферометрической системы высокого разрешения. Оптическая система смонтирована на тяжелом гранитном основании.
Камера микроклимата, с помощью которой поддерживается стабильная температура в камере литографа для достижения наилучших результатов, точности и стабильности параметров.
Для обеспечения наилучшей разрешающей способности генератор оборудован системой автофокусировки с подстройкой пьезомодулем и системой модуляции луча с помощью акусто- оптического модулятора.


